Erlebe das lavera Gefiihl wirksamer
Haarpflege aus der Natur:

Unsere sorgftltig ausbalancierte Rezeptur mit Bio-Aloe Vera
und Bio-Jojoba spendet deinem Haar intensive Feuchtigkeit
und sorgt fiir eine sanfte Pflege.
- Natirliche Geschmeidigkeit
- Tolle Kdmmbarkeit
- Unwiderstehlich gepflegtes
Haargefiihl - ohne Silikone

Unser ngwu%m:

Biologisch abbaubare Rezeptur ohne
Mineraléle, ohne Silikone und ohne kiinstliche
Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe*

Zertifiziert nach dem strengen, unabhdngigen
COSMOS Standard fir Natur- und Bio-Kosmetik.
Vertrdglichkeit dermatologisch bestétigt
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Kunststoff dieser Flasche inkl. Verschluss aus
100% recyceltem Material
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Nach PETA-Kriterien zertifiziert und fir
das Tierwohl engagiert

gem. EU-Kosmetik VO

Exklusive Naturkomposition aus der
lavera-Forschung, mit dem Besten aus der Natur =
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www.lavera.de

Ingredients: Water (Aqua), Alcohol** denat., Cetearyl Alcohol, Isoamyl Lau-
rate, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
0il*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Melissa
Officinalis Leaf Extract*, Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel) Leaf Extract*, Levulinic Acid, Glycerin, Sodium
Levulinate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Lactic Acid, Lecithin, Glyceryl Undecylenate, Behenyl
Alcohol, Fragrance (Parfum)***, Limonene***, Lina-
lool***, Citronellol***, Geraniol***, Citral***

*  Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
**Hergestellt mit Bio-Inhaltsstoffen

** Natiirlichen Ursprungs

EAN
4021457655281

99% natiirlicher Ursprung im Gesamtprodukt

19% der gesamten Inhaltsstoffe sind aus kontrolliert
biologischem Anbau

(0SMOS ORGANIC nach dem COSMOS Standard durch
Ecocert Greenlife zertifiziert, Standard verfiighar unter
http://COSMOS.ecocert.com
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€ 200 ml DA

1.H Pantone Cool Gray 11 C
Laverana GmbH & Co. KG Important note! 258 Panone 319
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